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Objetivos da Unidade Curricular

(&

Explicar as diferentes técnicas de deposigdo de filmes finos e aplicagdes em ciéncia e na industria.

Demonstrar as vantagens e limitagdes de cada técnica para a deposigdo de materiais supercondutores, semicondutores e 6xidos.

Explicar o efeito dos parametros de deposi¢do na estrutura dos filmes obtidos, desde os filmes granulares, a filmes epitaxiais e multicamadas.

Pré-requisitos

Sem pré-requisitos

Conteldos

Introdugdo as técnicas fisicas e quimicas de deposi¢do de filmes finos.

Pulverizagdo catddica (MS); deposicdo por laser pulsado (PLD); epitaxia de feixe de ides (IBE); canhdo de electrdes (EBE) e evaporagdo térmica. Técnicas de

deposigdo em fase gasosa (CVD)
Aspectos técnicos e aplicagdes tipicas em investigacdo cientifica e industria.

Técnicas de caracterizagdo de filmes finos

Descrigdo detalhada dos contetdos programaticos

Componente Tedrica

1. Resumo sobre os principios gerais de técnicas de preparagdo de filmes finos. Conjunto de aulas tedricas dedicadas a apresentagdo genérica de métodos

de deposigdo, focando de forma mais aprofundada as técnicas disponiveis para utilizagdo pelos estudantes.

2. Deposigdo de filmes finos usando diferentes técnicas durante um conjunto de trabalhos de laboratério. Filmes metélicos e multicamadas serdao
preparados usando diferentes técnicas de deposi¢do como MS, PLD, EBE e IBE. Em paralelo serdo preparados filmes isolantes e semicondutores usando
técnicas de CVD e PLD.

3. Sera estudada a influéncia das condigGes de deposi¢do e composigdo quimica especifica nas caracteristicas dos materiais preparados, com enfase para o




controlo da temperatura do substrato, a composigdo gasosa e pressdo respectiva no caso da deposigdo de filmes granulares ceramicos e metalicos.

4. Caracterizagdo das propriedades estruturais e fisicas dos filmes depositados usando diferentes técnicas complementares (difrac¢do de Raios X,
AFM/MFM, magnetometria SQUID, medidas de transporte eléctrico) e analise das correlacdes existentes entre o método e condi¢des de deposicdo e as

propriedades dos filmes obtidos.
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Outros elementos de estudo

Métodos de Avaliagdo

A avaliagdo baseia-se na participagdo nas aulas praticas, na apresentagdo de um ensaio de deposicdo e na discussdo de um artigo cientifico

Lingua de ensino

Portugués




